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Incidir feixes de jons em um material nos permite estudar diversos fendmenos
fundamentais da natureza. Um desses fendmenos que possui dificil descricdo fisica é o
sputtering eletronico. O sputtering consiste em nano particulas de um material serem
ejetadas dele ap6s um feixe de atomos com altas energias e massas incidir sobre ele.
Existem duas descri¢des mais aceitas, mas ndo ha um consenso [1]. O efeito do sputtering
causado por um feixe de Au com ~1MeV u~! em CaF, foi investigado por uma técnica de
coleta [1]. Nela obtemos as nano particulas ejetadas do material em substratos de Si e C.
Entdo, fizemos uma caracterizacdo da topografia e da distribuicdo bimodal dessas
particulas por Microscopia de Forca Atomica (AFM) e Microscopia Eletronica de
Transmissdo (TEM), respectivamente. Entretanto, essas informagdes ndo sdo suficientes
para se determinar a estrutura tridimensional das nano particulas. Para isso, essas nano
particulas foram analisadas pela técnica de Espalhamento de fons de Média-Energia
(MEIS). Computacionalmente, com o software de simulacdo PowerMEIS [2], estimamos a
representacdo tridimensional que se ajusta aos resultados dos experimentos. Esse software
opera matrizes com elementos que representam voxels das nano estruturas da amostra
analisada. Por isso, criamos ferramentas para visualizar essas matrizes e obter informacoées
fundamentais como estequiometria e volume. Observamos, também, que independente da
incidéncia do feixe, sputtering eletronico de CaF, exibe uma componente normal a
superficie da amostra do tipo jato, como visto previamente para LiF [3].
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